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壹、目的 
由於氧化鋁粉體易吸附空氣中的水氣，當氧化

鋁水合物存在時，會使得Al2O3相轉變時的晶粒生長

迅速難以控制，而影響Al2O3陶瓷在超高壓燒結的過

程；本研究的目的是觀察粉體在不同初级乾燥時間

中所能達到的乾燥度，進而找出有利的製程方式。 
 
貳、研究方法 

樣品經由凍結過程後，接著放入真空乾燥機，

做初級乾燥（昇華過程），並以相同流程製作十組不

同的乾燥時間，以探討乾燥時間對於氧化鋁漿料水

分昇華之影響。 
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叁、製程原理 
1.凍結過程： 
    最好使樣品的品溫低於共晶點溫度；而樣品預

凍主要有三項功能： 
（1）使水分形成冰晶將溶液及溶質分離。 
（2）使水的流動性在冰晶格的間質區趨近於零。 
（3）產生均質冰晶格，使樣品有足夠的開孔率進行 
     乾燥。 
 
2.初級乾燥： 
使樣品進行昇華需要三項條件： 
（1）在一定溫度下必須使其冰的飽和蒸汽壓大於環 
     境的水蒸氣分壓才行，所以應保持環境的高度 
     真空。 
（2）冷凝器的溫度更要低於固態冰的樣品溫度才能 
     使昇華出的水蒸氣冷凝成霜而產生捕獲水蒸 
     氣的作用。 
（3）為維持冰的昇華並控制在適當的速率，熱量的 
     供給必須適當。 
 
肆、實驗結果 

時間 失水％ 時間 失水％ 

30 min 7.47 240 min 50.30 

40 min 11.51 360 min 72.72 

50 min 12.92 480 min 89.69 

60 min 14.74 600 min 92.32 

120 min 29.89 720 min 97.97 

表 1. 各組初級乾燥及失水％ 

 

伍、研究成果 
    氧化鋁漿料的初級乾燥過程中，發現樣品溫度

越趨近棚板溫度時，其昇華效果越加。另外，從實

驗數據中得到的線性方程式將成為未來進一步研究

的參考依據。 
線性方程式： 
        昇華％=0.1416294915*時間+9.713037288 
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   圖 1. 30 minutes       圖 2. 120 minutes 
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   圖 3. 240 minutes      圖 4. 480 minutes 
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    圖 5. 720 minutes    圖 6. 乾燥之線性曲線 


